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В современной микроэлектронике широко используются плазменные методы: обработка поверхностей, в том числе очистка, полировка; травление, осаждение и напыление веществ, и другие технологические процессы. Ключевую роль в этих процессах играют нейтральные радикалы: атомарные водород, кислород, фтор, концентрация которых непосредственно определяет скорость и качество обработки. Существующие методы диагностики либо инвазивны, либо не позволяют проводить измерения в реальном времени, что ограничивает возможности управления технологическими процессами.
В данной работе разрабатывается автоматизированная система неинвазивного контроля концентрации нейтральных радикалов в реальном времени для перехода от управления внешними параметрами установки (давление, мощность и т.д.) к непосредственному контролю концентрации радикалов участвующих в химических реакциях. Применяется метод актинометрии, основанный на сравнении интенсивности спектральных линий исследуемого атома и химически инертного газа - актинометра:



где [X] – концентрация вещества X, [Y] – концентрация вещества-актинометра Y,  – коэффициент актинометрии вещества X по Y, IX – интенсивность излучения вещества X, IY – интенсивность излучения вещества Y, в общем случае зависящий от давления, температуры и формы функции распределения электронов по энергии,  – отношение констант скорости возбуждения электронным ударом актинометра и вещества X соответственно, – отношение концентраций актинометра и частиц газа.
В настоящее время создается аппаратно-программный комплекс с применением платформы LabVIEW, включающий модули сбора данных со спектрометра, цифровой обработки спектров, расчета концентрации.
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